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MechaTron e Liquid — System dozowania cieczy

<BVH2392-Abb001 .cdr>

System dozowania dla aplikacji grawimetrycznych

Zbiornik Coni-Steel lub inny dostosowany do aplikac ji
Mozliwo $¢ wyposa zenia w uklad podgrzewania

tatwy sposéb demonta zu do czyszczenia lub zmiany produktu
Zintegrowana elektronika pomiarowa i uklad sterowan ia

Wysoka doktadno $¢ i statlo $€ dozowania poni zej +/- 0.5%



Aplikacje

System dozuj acy Mechatron
Liquid zostat zaprojektowany
do dozowania
grawimetrycznego cieczy.
System ten jest stosowany
we wszystkich rodzajach
przemystu, zazwyczaj w
bran zy produkcji tworzyw
sztucznych, chemicznej,
produkcji zywno Sci,
detergentow, bran zy
farmaceutycznej i wszelkich
innych gdzie niezb edny jest
proces dozowania i
mieszania substanciji
cieklych.

Konstrukcja

Mechatron Liquid sktada si ez
dozownika, uktadu napetniania
i zbiornika, pompy cieczy oraz
konstrukcji wsporczej.

Dozowniki grawimetryczne
wyposa zone sg w dwa moduty
wazace.

Specjalna geometria zbiornika
zapewnia jednorodny przeptyw
do modutu pompy.

Dla dostosowania urz adzenia
do specyficznych aplikaciji
stosuje si @ pompy ré znych
typow.

Modut wa zacy dozownika
grawimetrycznego wykonane
jest z hermetycznie
uszczelnionego czujnika
tensometrycznego w technice
pomiaru napr ezenia z

wewn etrznym
zabezpieczeniem
przeciwprzeci gzeniowym.

Elektronika wa zaca jest
zintegrowana z systemem
mechanicznym urz adzenia ale
mo ze takze by ¢ zamontowana
oddzielnie
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Funkcja

System dozuj acy Mechatron
Liquid jest u zywany jako
dozownik grawimetryczny
pracuj acy na zasadzie wagi z
ubytkiem masy.

Przy pomiarze z ubytkiem
masy warto $¢ aktualna
przeptywu jest wyznaczana z
ubytku masy cieczy w
zbiorniku w jednostce czasu.

Sterownik (regulator)

poréwnuje warto $¢€ aktualn g
przeptywu z warto $cig zadang
i kontroluje dozownik.
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Dane Techniczne

Czesci metalowe w styczno $ci z medium: Stainless steel 1.4404 (316L)
Temperatura cieczy: od 0 T do + 50 T

Temperatura otoczenia: od - 10 Tdo +50 T

Gestosé: 0.5-1.2 kg/dm3

Wspotczynnik lepko $ci dynamicznej: 0.5 - 100 mPasS

Max. ci $nienie zwrotne: 50 bar

Wydajno $¢: 1-100 kg/h

Doktadno $¢é dozowania: +/- 0.5 %

Stato $§¢ dozowania: +/- 0.5 %

Pompa cieczy w zale znos$ci od aplikaciji.

Warianty

Zasada dozowania grawimetrycznego(z ubytkiem masy)

Pompa cieczy w zale znos$ci od aplikaciji

Typ pompy 1 — 10 kg/h, 10 — 100 kg/h

Zbiornik: Stainless steel (316)

Zbiornik dodatkowy: 15 | (lub inny w zale  znos$ci od aplikaciji)

System dozowania Mechatron Liquid mo  ze by ¢ dostarczony z uktadem dopetniania. Zawér
dopetniania jest zaworem kulowym, pneumatycznym.

Mechatron Liquid opcjonalnie mo ze by ¢ wyposa zony w uktad kompensacji pulsacji z zaworem
cisnieniowym zapewniaj acym ci agto $¢ dozowania.
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